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PROGRAMAS COLABORATIVOS CON FINANCIACION CDTI
Proyectos sobre tratamientos en aleacions de aluminio aerondutico

Proyecto de monitorizacion de procesos quimicos
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Our goal is the development,
manufacturing and Distribution
of products and equipment
to the electroplating and
electronics industry.



Sede central — Sta. Perpetua de Mogoda
Centro logistico — Manlleu
Centro de plantas piloto — Terrassa

Empresa quimica con el concepto primordial de
escalar pruebas de concepto (“modelo Scaleup”)
y proveer formulaciones quimicas y soluciones
técnicas para cumplir con los requerimientos de
cada sector y reglamentos medioambientales,
cada vez mds cambiantes.

Distribution Companies: (As Product Exclusive-Representative)
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Our products create the future
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NNOVACION MATERIALS, S.L.

Co-funded by ggg\s%mgo MINISTERIO
the European Union AR EINNOVAGION

PROYECTOS EUROPEOS Y NACIONALES

(proyectos de escalado de TRL 3 hasta 7)

2019-2022 2020-2023

2018-2021 | True-Replace | Fun-Plastic
Eco-Protect

Commercial deployment

mmm  More than 1 Million Euros

N Investment in 5 years

Real world

Simulated world

Research Lab

TRL 1 y

Identified Idea
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Own development of RGeS _—
chemical formulation for
surface treatment for
smooth cleaning and
selective elimination of
intermetallic clusters
(potential corrosion
initiating points): Mg, Si Ox

NaOH + ALU ETCH-ECO NaOH + Bonderite

Electroplating fabrication lines for surface
engineering/pickling of metal pieces/parts

CHEMPLATE® ALU ETCH ECO PROCESS




NEOPROTECT

Development of own
analytical equipment to
monitor de quality of the
bath and surface
treatment, then adjusting
the chemical composition
of the treatment bath
when eldering.
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Key factor has been to partially eliminate the intermetallic
clusters promoting pitting and then with defects goes to
filiform corrosion

2024  https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108469

(a)

droplet

anooe  Fe?*

oxide

intermetallic
/ particle (e.g. Cu)
aluminum matrix

intermetallic
particle (e.g. Al Fe)
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ELECTRONIC MICROSCOPY IMAGES

20kV 18xm 9800 15 35 SEI
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Novel and scalable
monitoring devices
for electroplating
industry

Mitigation of corrosion
events in metal parts within
large infrastructures

20kV 1@ 5m

X1/,808

@epe 15 35 SEI



https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108469
https://doi.org/10.3390/app13010370
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4-in-1 Performance

Own development of
chemical dispersion of

metal-oxide nanostructures L RSRSRTRRRS)
GnfLf -~ NAAAAANA A A / @ corrosion Inhibitor
within surface treatment (= = =5 - -2y N
. @ ggr::sl.slggAzplons
baths for coating (eg. CI,50,%)
approaches
= Barrier Protection = Controlled Release of the Corrosion Inhibitor/Cathodic Passivation

= Buffering Action = Capture of Agressive Anions

— == Coating with enhanced
= = barrier properties
= (passive protection)

Layered

structures within
coatings and on
top of anodized
surface

Aggressive

r_species

Coating failure due to a
defect or pore.
Loss of passive protection

VYV V.V,

SERVICE TIME

Capture of aggressive species
and release of corrosion
inhibitor (ion-exchange)

(active protection)

@ Corrosion inhibitors ® Water molecules @ Aggressive species (e.g. chlorides and sulphates) or external
stimuli (e.g. pH variation)
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AEROSURF

The objective is to increase
energy performance in flight,
and reduce the polluting
effects of an aircraft, through
using omniphobic
treatments.

Referencealuminum

Desarrollo de recubrimientos
funcionales (T2.1 &T2.2)

Caracterizacién recubrimientos
(T2.1&T2.2)

Evaluacién recubrimientos (T2.3)

Espesor (ISO 2808) ][ Inmersion en fluido (ISO 2812-1)

Peso seco (AIPS-05-02-015)

Adherencia
1SO 2409

Resistencia térmica (ASTM D3359)

]
J[ Resistencia eléctrica (AITM 2-0031) ]

Adherencia en seco (ASTM D3359) ]

< —

ia en himedo (ISO 2812-2) ” Reticulacién (ASTM D5402)

Resistencia al rayado
I1SO 1518

Aditivacién de pinturas (T2.2)
Top Coat AVIOX FINISH 77702

Estrategias

4

Resistencia alimpacto
1S0 6272

Propiedades iniciales

Rugosidad
1SO 4288

Funcionalidad

Limpiabilidad (ISO 11998)

Apariencia superficial (IS0 4628-1) J\ Color (150 7724-2) 1

Piel de naranja (AITM 1-0054) | Brillo (150 2813) ]

Flexibilidad (150 1519) \l Erosién por agua (IS0 19392-3)

Flexibilidad al impacto (ASTM D&905) Jl Erosién por arena (ASTM D-968)

Propiedades mecanicas/durabilidad (T2.3.1)

obtenidos por cada estrategla

Seleccién de los dos recubrimientos més
prometedores obtenidos por cada estrategia

para ser validados en entorno relevante en la Ad

Envejecimiento acelerado (ISO 16474-1)

[ Tiempo congelacién gotaagua
Camara climatica
Tiempo congelacion gota agua en
movimiento
Cémara climatica J

Altura residuos insectos
Perfilometia optica canfocal
Area residuos de insectos

Perfilometia dptica
. b AN
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| Bombas peristilticas |

Proyecto de monitorizacion de procesos quimicos

PLUG &
PLAY
CONTROLLE

| Sonda Conductividad I

dCI'tISl@I"] ESPECIALISTAS EN IA

Mantenimiento Predictivo e industria
4.0 en tu fabrica

CH=MPLAT=

MABTERIALS: Sl

Este sistema junto a dos webs creadas por

Chemplate (basadas en Grafana y SIMPQ), han sido

fundamentales para estudiar y analizar el
comportamiento de estos pardmetros durante las
operaciones de fratamiento de superficies en

aluminio aerondutico.



Proyecto de monitorizacion de procesos quimicos

Conductividad pH OH
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Sistema de adicién

/s Slstemc de conexiones\ {

PLUG & PLAY

CONTROLLER + ! \ —
Raspberry — @ ( h m_.‘ Analisis de datos

S
Grafana l
Correccion de los | Programacion de
bailos h alarmas y actuadores

dC]'tISlen ESPECIALISTAS EN IA

Mantenimiento Predictivo e industria
4.0 en tu fabrica




Proyecto de monitorizacion de procesos quimicos

Conductividad pH OH
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Panel de
Informacidn Controladar del
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Panel de Control
mensajes entradas
del sistema tipo Schuko

{0 ]

Sistema de adicion

/ Slstemo de conexnones \
\.\ )

PLUG & PLAY

CONTROLLER + ’ \ —
Raspberry 4 _»( b m_.‘ Analisis de datos

S
Grafana l
Correccion de los | Programacion de
bailos h alarmas y actuadores

dC]'tISl@ﬂ ESPECIALISTAS EN IA

Mantenimiento Predictivo e industria
4.0 en tu fabrica




Proyecto de monitorizacion de procesos quimicos

Conductividad pH O
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— Panel de
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Panel de Control
mensajes entradas
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Grafana l .
Correccion de los | Programacion de
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Mantenimiento Predictivo e industria
4.0 en tu fabrica
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CHEMPLYT=

MATERIALS; 5:1:

Sistema Industrial
de Monitoratge de
Processos Quimics

Benvingut!
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Panell de Control

30/01/2025 12:38

Clients
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Panell de Control

30/01/2025 12:38

Clients

GDE
Sensors GDE

Probe 01 Probe 02 Probe 032 Probe 04

B 3000170251258 - 30002025 13:03

ORP (mV)

Temperatura (“C)
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surface engineering

Thanks for your attention
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